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１．概要（Summary） 

本研究では光集積回路の新規光源として注目されるマ

イクロ光周波数コム（マイクロコム）[1]の開発を目指してい

る。マイクロコムは従来の光周波数コムが抱える課題（サイ

ズや価格）を解決しうる光周波数コムであり、マイクロコム

により、光周波数コムの長所である“超精密”と“光集積”

が融合し、新規応用が実用に近い形で開拓されることが

期待されている。マイクロコムの発生には低損失の光導波

路を構成する微小共振器が必要であり、本課題では

Ta2O5による低損失微小共振器の開発を行う。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

i線ステッパ 

【実験方法】 

微小共振器を構成する光導波路をドライエッチング形

成するためのパターンを UV リソにより描写する。UV リソ

を行う際に所望の導波路間距離を描写するために適した

ドーズ量を決定する。ドーズ量は 1600, 1800, 2000, 

2200 J/m2 とし、それぞれでデザイン寸法と実際にできた

寸法を比較した。また、フォトマスクの綺麗さの重要性をテ

ストするため、京都大学のナノハブ拠点で作製したもの

（少し粗い）と外注したもの（綺麗）を用いてレジストの側壁

状態を観察した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

露光量と寸法の関係を Fig. 1に示す。300 nmの導波

路間距離（抜き寸法）をデザインした場合に、1600 J/m2

では 260 nm, 1800 J/m2では 310 nm, 2000 J/m2では

360 nm, 2200 J/m2では 370 nm に仕上がった。この結

果から、1800 J/m2 を使って、本番用の UV リソを行い、

合計 8枚の４インチウエハにパターンを描写した。 

 

Fig. 1 Gaps for different doze for the designed gap of 

300 nm (red dot) and 500 nm (blue dot). 

 

また、2 種のフォトマスクの場合のレジストの側壁の仕上が

り状態を SEM で観察した（Fig. 2）。SEM 観察像に明確

な違いは見られず、フォトマスクに対する依存性は小さい

ことが分かった。 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Sidewall of resists after UV lithography using 

photomasks fabricated by a commercial service (left) 

and nanohub in Kyoto University (right). 
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